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CAPACIDADES PREVIAS

Tecnologias y procesos microelectrénicos, Disefio microelectrdnico

METODOLOGIAS DOCENTES

Método expositivo, clase expositiva participativa, aprendizaje basado en problemas y estudio de casos

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE DE LA ASIGNATURA

1. Explorar las instalaciones de salas blancas, el equipamiento, los protocolos de seguridad, el funcionamiento y el impacto en el
medio ambiente.

2. Adquirir conocimientos practicos sobre procesos microelectrénicos y acceso a fabricas de semiconductores externas para la
fabricacion de dispositivos semiconductores.

3. Saber identificar y aplicar procesos tecnoldgicos de sala blanca para la fabricacion de dispositivos y circuitos integrados.

4. Caracterizar e identificar los aspectos criticos en la integracién de procesos para maximizar la probabilidad de éxito en un proceso
completo de fabricacidon en sala blanca.

5. Desarrollar habilidades de pensamiento critico y resolucién de problemas relevantes para la fabricaciéon de semiconductores,
especialmente orientadas a la integracion de procesos.

HORAS TOTALES DE DEDICACION DEL ESTUDIANTADO

Tipo Horas Porcentaje
Horas grupo grande 12,0 8.00

Horas grupo pequeio 36,0 24.00
Horas aprendizaje auténomo 102,0 68.00

Dedicacion total: 150 h
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CONTENIDOS

Salas blancas

Descripcion:

1. Contexto: épor qué necesitamos una sala blanca? Concepto de contaminacidén en microelectronica. Tres niveles de reduccion
de la contaminacion: salas blancas, limpieza de obleas y gettering. Clasificaciones y normas de las salas blancas.

2. Instalaciones: Principios de disefio de salas blancas y controles ambientales. Filtracion, contaminacion del aire. Control de
temperatura, humedad y sobrepresion. Servicios: agua ultrapura, sistema de vacio, distribucién de gases.

3. Trabajar en una sala blanca: Comportamiento y prevencién de riesgos laborales. Protocolos de seguridad y medidas de control
de la contaminacion. Manipulacion de obleas. Organizacion de la produccion. Conceptos basicos de gestion del rendimiento y
estrategias de reduccion de defectos.

4. La sala blanca y su entorno: Sostenibilidad y cuestiones medioambientales.

Dedicacion: 7h
Grupo grande/Teoria: 7h

Fabricacion

Descripcion:

1. Introduccién a la sala blanca (UPC o IMB-CNM): protocolos de seguridad/ vestuario/ visita interna a diferentes salas/ + uno/s
pequefio/s experimento/s (por ejemplo, corte de obleas).

2.Procesos basicos I: limpieza de obleas (RCA1/RCA2)/oxidacion (UPC).

3.Procesos baésicos II: litografia/grabado himedo (UPC)

4.Procesos basicos III: difusién/depdsito (ALD o sputtering o PECVD) (UPC)

5. Visita a las instalaciones (IMB-CNM)

Dedicacion: 25h
Grupo pequeno/Laboratorio: 25h

Introduccion a las fabricas de semiconductores externas

Descripcion:

1. Introduccién: Acceso a las tecnologias comerciales. Proveedores de CI.

2. Metodologia: BlUsqueda de la mejor tecnologia para nuestros propdsitos: descripcién general de la tecnologia. Acceso a
archivos de kits de disefio.

3. Ejemplos: Algunos ejemplos de pardmetros tecnoldgicos y reglas de disefio: descripcion detallada de la tecnologia.

Dedicacion: 3h
Grupo grande/Teoria: 3h

Definicion de un proceso de fabricacion

Descripcion:

1.Introduccién a la integracion de procesos: Definicién de integracion de procesos. Breve revision de los procesos tecnoldgicos.
Concepto de bloques de proceso.

2.Trabajo por proyectos: Definicion de un proceso de fabricacion de un dispositivo en grupos de 3-4 alumnos: secuencia de
pasos; tipo de equipo y receta; disefio de mascaras; definiciéon de estructuras de prueba.

Dedicacion: 13h
Grupo grande/Teoria: 2h
Grupo pequefno/Laboratorio: 11h
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SISTEMA DE CALIFICACION

Trabajo del curso (10%), miniproyecto (bloque 4 20%) y examen (70%)
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